
Light-sensitive resin patterning

Techno Print Co., Ltd

①The processing possible film kind
・Resist, Transparent Resist, Polyimide, resin black and exposure to light Ag  etc.

② Processing size ・MAX：300mm×300mm
*Effective area：φ300mm

③Processing results

Line Space

Resist 3μm 3μm

Polyimide 10μm 10μm

Resin black 7μm 15μm

Photosensitive Ag 10μm 10μm
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				①加工概要

				　・お客様の手書きによるイメージ図や既に書き起こされたCAD図等を

				　マスク図に変換しフォトマスク作製を行います。

				②マスク種類

								材質（材料） ザイシツザイリョウ		精度 セイド		寿命 ジュミョウ		コスト

						Crマスク		ガラス		○		○		高 タカ

						Emマスク		ガラス		○		△		中 チュウ

						Filmマスク		フィルム		×		×		低 テイ

				③版サイズ

				　・最大610×508㎜まで作製可能（Cr版作製時）。

				　※最小は４”×４”㎜サイズ程
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						加工のみ カコウ		マスク手配＋加工 テハイカコウ		材料手配＋加工 ザイリョウテハイカコウ		材料・マスク手配＋加工 ザイリョウテハイカコウ

				材料 ザイリョウ		○		○		×		×

				マスク		○		×		○		×

				リードタイム		３日～ ニチ		1ヶ月～ ゲツ		1.5ヶ月～ ゲツ		1.5ヶ月～ ゲツ

				　＊数量・状況によって変動の可能性あり。 スウリョウジョウキョウヘンドウカノウセイ
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		１．単層膜 タンソウマク

		膜種 マクシュ				ITO		Cr		Al		Ni		Au		Cu		Ag		Ti		Mo		IZO		合金 ゴウキン

		２．積層膜 セキソウマク

		膜種 マクシュ				ITO/Cr		Cr/ITO		Cr/Al		Ni/Au		Cr/Au		Al/Cｒ		AlNd/Mo		Al/Mo		Al/Mo		MoNb/AlNd

																		/AlNd		/IZO		/ITO（低温） テイオン		/Monb
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														ＰＥＰ工程 簡易説明図 コウテイカンイセツメイズ

												基板断面図 キバンダンメンズ																				基板上面図 キバンウエメンズ

				１）投入・・・基板洗浄 トウニュウキバンセンジョウ

												ＩＴＯ

												ガラス基板 キバン

				２）レジスト塗布・・・パターン形成用感光剤塗布 トフケイセイヨウカンコウザイトフ

												レジスト

												ＩＴＯ

												ガラス基板 キバン

				３）仮焼成・・・レジスト乾燥 カリショウセイカンソウ

				４）露光・・・UV光によるレジストパターン形成 ロコウコウケイセイ

												レジスト

												ＩＴＯ

												ガラス基板 キバン

												ＵＶ光 コウ

												ＩＴＯ

												ガラス基板 キバン

				５）現像・・・UVが当たった場所のレジストを現像液で除去 ゲンゾウアバショゲンゾウエキジョキョ

												ＩＴＯ

												ガラス基板 キバン

				５）本焼成・・・レジスト硬化し、耐エッチング性を高める ホンショウセイコウカタイセイタカ

				６）エッチング・・・レジストで保護されていない場所のITOを ホゴバショ

																エッチング液で除去 エキジョキョ

												ガラス基板 キバン

				７）剥離・・・パターン形成用のレジスト除去 ハクリケイセイヨウジョキョ

												ガラス基板 キバン

				８）外観検査 ガイカンケンサ



マスク

パターン部
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						Line		Space

				Resist		3μm		3μm

				Polyimide		10μm		10μm

				Resin black		7μm		15μm

				Photosensitive Ag		10μm		10μm
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